
 Vakuová aparatura VS1200 byla původně navržena pro 

nařování velkých substrátů (ploch) nebo sad menších vzorků 

uchycených na rotující kalotu technikou PVD (Physical Vapor 

Deposi�on). Zařízení slouží k nanášení tenkých vrstev včetně 

vícevrstevnatých struktur (sendviče). Jeho součás� je výkonný 

iontový zdroj pro předčištění povrchu ke zvýšení adheze. 

V případě napařování vrstev oxidů se s výhodou používá metoda 

iontově asistované depozice pro zvýšení kvality vrstev.

Typy materiálu/substrátu
> pevnolátkové substráty – sklo, plasty, kovové prvky

> nejvyšší velikost substrátu 1000 mm OD

> nanášené vrstvy: Al, Cr, SiO₂, MgF₂, ZnS, TiO₂, HfO₂, Ta₂O₅

Aplikace
>  odrazné vrstvy pro oblas� UV, VIS a blízké infra

>  ochranné vrstvy SiO₂, HfO₂, TiO₂, a Ta₂O₅

>  děliče svazku, pásmové filtry

Parametry měření/přístroje
> -

 technické vakuum do 5.10 ⁵ Pa

> způsoby napařování: termický ohřev, elektronové dělo

> možnost reak�vního napařování v kyslíkové atmosféře

> iontově asistovaná depozice  (IAD)

> ak�vace povrchu: argonový výboj, předčištění 

nízkoenerge�ckými ionty
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